
Nanoparticles Combustion aerosol particles  Air Cleaning & contamination control IAQ  □ □ □ ☑
Bioaerosol  Atmospheric Aerosol  Instrumentation  Filtration  Material Processing  □ □ □ □ □ 

Study of particle deposition system on 300 mm wafer 
with standard particles down to 20 nm size
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반도체 집적도의 향상에 따라 기존에는 크게 고려되지 않았던 수십 에서 작게는 수  , nm
까지 크기의 입자의 발생 원인 분석 및 제어에 대한 관심이 증대되고 있다 하지만 이렇nm . 

게 현 공정 집적도에 상응하는 크기 입자의 계측 및 제어는 발생 입자의 크기 균일도 응집 , , 
등 다양한 물리적 한계에 의해 연구 진척도가 낮은 상태이다 따라서 이러한 초미세입자를 . 
웨이퍼 표면에 도포하여 실제 오염환경을 모사할 수 있는 기법에 관한 연구가 필요하다.
본 연구에서는 이러한 초미세 입자의 계측 장비 교정 및 웨이퍼 표면 세정 성능 평가에 사 
용할 오염 웨이퍼 제작을 위해 입자 크기별 분류 및 개수 측정 장비인 , Scanning mobility 

를 활용하여 미만 크기 입자 도포 시스템을 구축하고 공정 최적화를 particle sizer 100 nm 
진행하였다 사의 를 사용하여 도포 결과를 확인하고 분석을 진행하.  Tencor Surfscan SP5
였다 은 실리카 입자를 사용한 도포 및 계측 결과의 예시이다. Fig. 1 80 nm .

Table 1. Inspection result of whole area deposition with 80 nm silica particles
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